GARA EUROPEA A PROCEDURA TELEMATICA APERTA SU PIATTAFORMA ASP CONSIP PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA, INSTALLAZIONE E RESA OPERATIVA DI UN “SISTEMA FIB-SEM (FOCUSED ION BEAM – SCANNING ELECTRON MICROSCOPE) CORREDATO DI AFM (ATOMIC FORCE MICROSCOPY) EDS (ENERGY DISPERSIVE X-RAY SPECTROSCOPY) E ACCESSORI” PER LA SEDE DI TITO SCALO (PZ) DELL’ISTITUTO DI STRUTTURA DELLA MATERIA DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE NELL’AMBITO DEL PROGETTO DI POTENZIAMENTO DELL’INFRASTRUTTURA DI RICERCA “INFRASTRUCTURE FOR LINKING INDUSTRY TO TECHNOLOGIES – IN-LINK-IT”. SPESA COFINANZIATA DAL PO FESR BASILICATA 2014-2020 – AVVISO PER IL SOSTEGNO A INFRASTRUTTURE DI RICERCA REGIONALI APPROVATO CON DGR N. 402 DEL 28.06.2019 
Gara n. 3537660
CIG: 9663279618      CUP: G29J19001180003      CPV: 38511100-1      RUP Sig. LUCA PITOLLI
RELAZIONE OFFERTA TECNICA 
Per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, la presente dichiarazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un procuratore del legale rappresentante, apponendo la firma digitale. 
Per gli operatori economici stranieri non residenti in Italia, la presente dichiarazione può essere sottoscritta dai medesimi soggetti apponendo la firma autografa ed allegando copia di un documento di identità del firmatario in corso di validità.
La presente dichiarazione dovrà essere inviata attraverso l’inserimento sul Sistema telematico nell’apposita sezione “Offerta Tecnica”, comprensiva di eventuali allegati alla medesima, che illustrino compiutamente la fornitura offerta. 

1. Descrizione generale del sistema: 
………………………………………………………………..…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..……………………………………......…………………………………………………………..…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………


2. Caratteristiche relative a tutti i requisiti tecnici minimi richiesti nel capitolato: 

	N.
	Requisito tecnico minimo
	Indicare con una ‘x’ se il requisito minimo è presente

	1
	Caratteristiche tecniche e funzionali minime del sistema al PUNTO 3.4.1 del capitolato
	

	2
	Caratteristiche tecniche e funzionali della Colonna Elettronica - Scanning Electron Microscope (SEM) come riportate al PUNTO 3.4.2.1 del capitolato
	

	3
	Caratteristiche tecniche e funzionali minime della Colonna Ionica Ga+ – Focussed Ion Beam (FIB) come riportate al PUNTO 3.4.2.2 del capitolato
	

	4
	Caratteristiche tecniche e funzionali minime dell’Atomic Force Microscopy (AFM) integrato come riportate al PUNTO 3.4.2.3 del capitolato
	

	5
	Caratteristiche tecniche e funzionali minime della Camera di analisi con sistema di movimentazione campione, rivelatori, spettrometro EDS e sistema di produzione e controllo del vuoto come riportate al PUNTO 3.4.2.4 del capitolato
	

	6
	[bookmark: _Hlk101241800]Caratteristiche tecniche e funzionali minime del Sistema di introduzione di gas precursori - Gas Injection System (GIS) come riportate al PUNTO 3.4.2.5 del capitolato
	

	7
	Caratteristiche tecniche e funzionali minime del Sistema di controllo di apparecchiatura e processo come riportate al PUNTO 3.4.2.6 del capitolato
	





3. Caratteristiche tecniche offerte secondo la seguente tabella, oggetto di valutazione:

	N. 
	Criteri di valutazione
	
	Sub-N.
	Sub-criteri di valutazione
	Indicare con una ‘x’ l’opzione che si intende offrire

	


1
	Garantire l’intervento del servizio di assistenza entro 3 gg. lavorativi dalla richiesta scritta, durante tutto il periodo della garanzia, inoltrata dall’ Appaltatore, nonché sia durante il periodo dell'eventuale estensione della garanzia.
	
	


1.1
	Come specificato al Capitolo 4 punto 4.1.1. del Capitolato Tecnico
	

	



2
	Estensione della garanzia fino al mese 24 oltre a quelli minimi previsti di 12 (dodici) mesi con decorrenza a partire dalla data della verifica di conformità.
	
	

2.1
	Come specificato nel Capitolo 4 punto 4.1.2. del Capitolato Tecnico
	

	
	Estensione della garanzia fino al mese 36 ossia per ulteriori 12 (dodici) mesi oltre a quelli del precedente punto 2.1, con decorrenza a partire dalla data della verifica di conformità.
	
	

2.2
	Come specificato nel Capitolo 4 punto 4.1.3. del Capitolato Tecnico
	

	












3
	


Raggiungere al punto di coincidenza risoluzioni con la colonna elettronica e con distanze di lavoro comprese tra 6 e 7 mm, ossia 6mm <WD ≤7 mm;

	
	



3.1
	≤ 0.7 nm @ 30 kV (STEM) - in alto vuoto;

≤ 1.5 nm @ 15 kV - in alto vuoto;

≤ 2.5 nm @ 1 kV - in alto vuoto.
	

	
	


Raggiungere al punto di coincidenza risoluzioni con la colonna elettronica e con distanze di lavoro comprese tra 5 e 6 mm, ossia 5mm <WD ≤6 mm;

	
	



3.2
	≤ 0.7 nm @ 30 kV (STEM) - in alto vuoto;

≤ 1.5 nm @ 15 kV - in alto vuoto;

≤ 2.5 nm @ 1 kV - in alto vuoto.
	

	
	


Raggiungere al punto di coincidenza risoluzioni con la colonna elettronica e con distanze di lavoro uguale a 5 mm (WD =5mm)
	
	



3.3
	≤ 0.7 nm @ 30 kV (STEM) - in alto vuoto;

≤ 1.5 nm @ 15 kV - in alto vuoto;

≤ 2.5 nm @ 1 kV - in alto vuoto.
	

	






4

	




Corrente fascio elettronico:
· minima < 5 pA;
· massima > 100 nA.

	
	
4.1
	2 pA ≤ minima < 5 pA 
	

	
	
	
	
4.2
	
minima < 2 pA
	

	
	
	
	4.3
	100 nA< massima ≤ 200 nA
	

	
	
	
	
4.4
	
Massima > 200 nA 

	

	
	
	
	
4.5

	Se minima < 2 pA 
e Massima > 200 nA
	

	5

	Raggiungere al punto di coincidenza e relativa tensione di accelerazione del fascio ionico Ga+ la seguente risoluzione migliorativa
	
	5.1
	≤ 4 nm @ 30 kV
	

	






6

	




Corrente fascio ionico:
· minima < 10 pA;
· massima > 65 nA.

	
	6.1
	2 pA ≤ minima < 10 pA
	

	
	
	
	6.2
	
minima < 2 pA 
	

	
	
	
	6.3
	65 nA< massima ≤ 100 nA
	

	
	
	
	6.4
	Massima > 100 nA 
	

	
	
	
	6.5
	Se minima < 2 pA 
e Massima > 100 nA
	

	
7
	Sistema AFM e tutte le funzioni ad esso associate in grado di operare con cantilever di tipo self-sensing.
	
	
7.1
	SI
	

	
	
	
	
	NO
	

	


8

	Sistema AFM dotato di un numero di cantilever ≥ 5 per ogni modalità di funzionamento AFM: contact e non-contact mode, Force Volume Mode – FVM, Kelvin Probe Force Microscopy - KPFM, Magnetic Force Microscopy – MFM, Conductive Atomic Force Microscopy – C-AFM, Electrostatic Force Microscopy - EFM.
	
	



8.1


	




	

	
9
	2 giorni aggiuntivi di training specifico on-site per il sistema AFM e sue modalità di funzionamento.
	
	
	SI
	

	
	
	
	
	NO
	

	



10
	

Spettrometro EDS tipo Silicon Drift Detector, e senza alcun tipo di raffreddamento ad azoto liquido, a slitta motorizzata con superficie del rivelatore “A” maggiore di 60 mm2, con risoluzione energetica non inferiore ai requisiti minimi e/o con finestra in Si3N4.
	
	
10.1
	60mm2<A≤80 mm2 
cps ≥ 400.000  
	

	
	
	
	
10.2
	80mm2<A≤110 mm2 
cps ≥ 400.000 
	

	
	
	
	
10.3
	Finestra in Si3N4
cps ≥ 400.000
	

	


11
	Rivelatore STEM retrattile, suddiviso in almeno N. 6 zone attive separate in anelli e/o segmenti con settori di campo chiaro (BF), campo scuro (DF), campo scuro ad alto angolo (HAADF) che consenta la rivelazione fino a 4 segnali simultanei.
	
	
11.1
	
N. zone attive = 6
	

	
	
	
	
11.2
	6< N. zone attive ≤10

	

	
	
	
	
11.3
	
N. zone attive >10  
	

	

12
	Dotato di controllo del nanomanipolatore mediante una sola interfaccia grafica utente con  software proprietario a quello dello strumento FIB-SEM offerto (non di fornitori terzi).
	
	
12.1
	SI
	

	
	
	
	
	NO
	

	


13
	

Dotato di controllo del plasma cleaner mediante una sola interfaccia grafica utente integrata nel software del FIB-SEM.
	
	


13.1

	Software di automazione incluso e proprietario a quello dello strumento FIB-SEM offerto (non di fornitori terzi) sarà utilmente valutato
	
SI - con software proprietario

	
	
	
	
	
	
SI - senza software proprietario

	
	
	
	
	
	
NO

	


14
	


Training applicativo aggiuntivo per il FIB-SEM. 

	
	14.1
	1 giorno
	

	
	
	
	14.2
	2 giorni
	

	
	
	
	14.3
	3 giorni
	

	
	
	
	14.4
	≥ 4 giorni
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Migliorie sui portacampioni compatibili con il sistema proposto dall’Operatore Economico in aggiunta alla dotazione indicata nei requisiti minimi.  

	
	


15.1
	Portacampioni per grigliette TEM che consenta la preparativa FIB e l’osservazione di lamelle TEM 
mediante rivelatore STEM
	

	
	
	
	


15.2
	Portacampioni per l’alloggiamento di stubs 
multipli da 0.5 e 1 pollice, anche in 
posizioni/configurazioni pretiltate
	

	
	
	
	

15.3
	Portacampioni multipli (almeno 4 grigliette per volta) per grigliette TEM
	

	
	
	
	15.4
	Portacampioni a morsa
	

	
	
	
	
15.5
	Portacampioni unico comprendente tutte le tipologie soprariportate
	

	

16
	
Dotazione di ulteriori licenze client/utente per seguire in tempo reale tutte le indagini/analisi e funzionalità permesse dal sistema FIB-SEM e EDS.
	
	16.1
	N. 5 licenze 
	

	
	
	
	16.2
	N. 4 licenze
	

	
	
	
	16.3
	N. 3 licenze
	

	
	
	
	16.4
	N. 2 licenze
	

	



17
	
Dotazione di software di tomografia FIB automatizzata che consenta al sistema di acquisire in serie i segnali dai rivelatori SEM, FIB, EDS in modo automatizzato e non presidiato per un volume di campione definito dall’utente, con ricostruzione 3D delle immagini e mappe analitiche dei vari strati di materiale rimossi.
	
	



17.1
	Software di automazione incluso e proprietario a quello dello strumento FIB-SEM offerto (non di fornitori terzi) sarà utilmente valutato
	
SI - con software proprietario

	
	
	
	
	
	
SI - senza software proprietario

	
	
	
	
	
	
NO

	




18
	Di essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 o di altra certificazione equivalente, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN  45000 UNI CEI EN ISO/IEC 17000, per le attività oggetto del presente appalto.
	




	




18.1
	
SI

	



	
	
	
	
	

NO
	




4. Descrizione di dettaglio e approfondimento delle caratteristiche tecniche e funzionali offerte con particolare riferimento a:
· Colonna Elettronica - Scanning Electron Microscope (SEM);
· Colonna Ionica Ga+ – Focussed Ion Beam (FIB);
· Atomic Force Microscopy (AFM) integrato;
· Camera di analisi con sistema di movimentazione campione, rivelatori, load-lock, spettrometro EDS e sistema di produzione e controllo del vuoto;
· Sistema di introduzione di gas precursori - Gas Injection System (GIS);
· Sistema di controllo dell’apparecchiatura e processo;
· Tutte le caratteristiche migliorative presentate in riferimento alla precedente tabella ossia al Capitolo 4 del Capitolato Tecnico e delle possibili implementazioni dello strumento proposto per potenziali futuri upgrade.

5. Descrizione delle modalità di consegna, installazione e resa operativa dell’apparecchiatura di cui al punto 5.1 del Capitolato Tecnico
………………………………………………………………..…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………....

6. Caratteristiche e costo del servizio di assistenza tecnica e manutenzione di cui al punto 5.5 del capitolato tecnico
………………………………………………………………..…………………………………………………………………..……………………………………......……………………………………………………………..…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………..……………………………………………………
